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１．概要（Summary） 

 グレーティングを使用するとレーザーの電磁場強度を 20

倍程度まで増大することができる。今回、二種類のグレーティ

ング(Fig. 1(a),(b))と二段階のグレーティング(Fig. 1(c))、計

3種類のグレーティングの作成方法を確立した。 

 

 

Fig. 1 grating 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・多元 DC/RF スパッタ装置 

・超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

・EB蒸着装置 

【実験方法】 

多元 DC/RF スパッタ装置を使って Si基板に金を堆積さ

せた後、電子ビームリソグラフィー装置と電子ビーム蒸着装

置を使用して金の周期凹凸構造を作った。また、二段階のグ

レーティングは重ね描画機能を使用してさらにその上に金の

周期凹凸構造を作成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

サンプルの SEM画像を Fig. 2に示す。金平板に描画す

る際反跳電子の影響が非常に大きくなるため、CAD と実際

の線幅は大きく異なっている。本実験では CADの線幅を

Fig.2(a)のサンプルでは 190 nmにしたとき 220 nm、

Fig.2(b)のサンプルでは 570 nmにしたとき 577 nm、

Fig.2(c)のサンプルでは、340 nmにしたとき 440 nmが得

られた。 

 

 

Fig. 2 CCD image of grating 
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